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(57) Abstract: The invention relates to a projection exposure system for microti thography, said system comprising an illumination 
device for generating a projection light, and a projection objective comprising a plurality of optical elements such as lenses (L5) 
and enabling a reticle that can be arranged in an object plane of the projection objective to be imaged onto a light-sensitive surface 
(26) that can be arranged in an image plane of the projection objective and is applied to a carrier (30). The inventive system is also 
provided with an immersion device between an image-side last optical element (L5) of the projection objective and the light-sensitive 
surface (26), for introducing an immersion liquid (34) into an immersion chamber (50). Said immersion device comprises means 
(44; 66) which can prevent the appearance of gas bubbles (48) in the immersion liquid (34), affecting the imaging quality, and/or can 
remove existing gas bubbles (48). Said means can be, for example, an ultrasound source (66) or a degasifier (44). 
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(57) Zusammenfassung: Eine Projektionsbelichtungsanlage fur die Mikrolithographie umfaBt eine Beleuchtungseinrichtung zur 
Erzeugung von Projektionslicht und ein Projektionsobjektiv mit mehreren optischen Elementen wie z.B. Linsen (L5), mitdem ein in 
einer Objektebene des Projektionsobjektivs anordenbares Retikel auf eine in einer Bildebene des Projektionsobjektivs anordenbare 
und auf einem Tracer (30) aufgebrachte lichtempfindliche OberflMche (26) abbildbar ist. Ferner ist eine Immersionseinrichtung zum 
Einbringen einer ImmersionsflUssigkeit (34) in einen Immersionsraum (50) zwischen einem bildseitig letzten optischen Element 
(L5) des Projektionsobjektivs und der lichtempfindlichen Oberfiache (26) vorgesehen. Die Immersionseinrichtung weist Mittel (44; 
66) auf, durch die das Auftreten von die Abbildungsqualitat beeintrachtigenden Gasblasen (48) in der ImmersionsflUssigkeit (34) 
verhindert werden kann und/oder bereits aufgetretene Gasblasen (48) entfemt werden k6nnen. Bei diesen Mitteln kann es sich z.B. 
urn eine Ultraschallquelle (66) oder einen Entgaser (44) handeln. 
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(57) Abstract: The invention relates 
to a projection exposure system 
for microti thography, said system 
comprising an illumination device 
for generating a projection light, and 
a projection objective comprising a 
plurality of optical elements such as 
lenses (L5) and enabling a reticle that 
can be arranged in an object plane of 
the projection objective to be imaged 
onto a light-sensitive surface (26) that 
can be arranged in an image plane of 
the projection objective and is applied 
to a carrier (30). The inventive system 
is also provided with an immersion 
device between an image-side last 
optical element (L5) of the projection 
objective and the light-sensitive 
surface (26), for introducing an immersion liquid (34) into an immersion chamber (50). Said immersion device comprises means 
(44; 66) which can prevent the appearance of gas bubbles (48) in the immersion liquid (34), affecting the imaging quality, and/or 
can remove existing gas bubbles (48). Said means can be, for example, an ultrasound source (66) or a degasifier (44). 

(57) Zusammenfassung: Eine Projektionsbelichtungsanlage fur die Mikrolithographie umfaBt eine Beleuchtungseinrichtung zur 
Erzeugung von Projektionslicht und ein Projektionsobjektiv mit mehreren optischen Elementen wie z.B. Linsen (L5), mit dem ein in 
einer Objektebene des Projektionsobjektivs anordenbares Retikel auf eine in einer Bildebene des Projektionsobjektivs anordenbare 
und auf einem TrSger (30) aufgebrachte lichtempfindliche OberflSche (26) abbildbar ist. Femer ist eine Immersionseinrichtung zum 
Einbringen einer ImmersionsflUssigkeit (34) in einen Immersionsraum (50) zwischen einem bildseitig letzten optischen Element 
(L5) des Projektionsobjektivs und der HchtempMndlichen OberflMche (26) vorgesehen. Die Immersionseinrichtung weist Mittel (44; 
66) auf, durch die das Auftreten von die Abbildungsqualitat beeintrachtigenden Gasblasen (48) in der ImmersionsflUssigkeit (34) 
verhindert werden kann und/oder bereits aufgetretene Gasblasen (48) entfernt werden k6nnen. Bei diesen Mitteln kann es sich z.B. 
um eine Ultraschallquelle (66) oder einen Entgaser (44) handeln. 
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